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光稳定性较差"钒氧
!

!

;

!

#@

!

!<*

四取代苯氧基
*!;̂

!

<#̂ *

酞菁具有较强的光限幅效应和良好的光稳定性!是

一种有应用前景的光限幅材料"探讨了
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与
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高强度#短脉冲激光在广泛应用于工业#医疗#教育及

军事等诸多领域的同时!也给人眼及光学器件带来潜在的威

胁!由此推动了光限幅材料的快速发展(
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"有机金属配合

物!如金属酞菁#卟啉!具有非线性效应显著#响应时间短#

光谱响应范围宽#制备工艺简单等优点而倍受瞩目(
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期工作侧重于酞菁分子结构与光限幅性能之间的关系!为设
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"从实用化角度!理想的光限幅材料应具有良好的光

稳定性和光限幅性能的再现性!即光限幅循环效应"然而!

迄今为止对材料光限幅效应的报道!多数忽视了这方面的影

响"事实上!有些材料最初表现出很好的光限幅性能!但光

稳定性差!随着激光轰击次数的增多!其光限幅效应急剧降

低!不适合实际应用"因此!研究材料在激光轰击下的光限

幅循环特性和光稳定性对于实现该材料的实用化具有重要意
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本文研究钒氧酞菁%
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&的光限幅

循环特性和光稳定性"钒离子具有自旋
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收引起的光限幅效应"其原因有二'钒氧轴向配体的空间位

阻效应!有效地抑制了分子的团聚$同时!顺磁性钒离子产

生的磁矩有助于分子的自旋轨道耦合!提高系间窜跃几率!

增强反饱和吸收!使实验中
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光限幅效应"对于第一次
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的光稳定性
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具有良好的光稳定性!进而使其表现出优良的光限幅循环特
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在激光轰击下极不稳定!导致其光限幅循环特征
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的光限幅效应和光稳定性!
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Ŷ7(\O45*

)

85

W

!

a[-C45*2C45

!

.04&

%李
!

琳!黄燕萍!李姗姗!等&

P-

)

./01%2/%

)3

456-

)

./014&754&

3

282

%光谱学与光谱分

析&!

!,,?

!

!?

%

!

&'

#?;P

(

+

)

!

K858K

!

4̂54/ET

!

N

W

.&C44B^9

!

.04&P9PSC

3

2PXC.AP_

!

!,,+

!

#,;

'

+?!+P

(

@

)

!

O[(O45*B.5

W

!

]7(\Z8:*1:

!

>Y :̂8*&85

W

!

.04&

%尹延锋!王秀如!欧慧灵!等&

P-

)

./01%2/%

)3

456-

)

./014&754&

3

282

%光谱学与光谱分

析&!

!,,?

!

!?

%

#

&'

<<P

(

=

)

!

XC.5O

!

F:

f

802:E4T

!

>

2

F&4C.10

3

-T

!

.04&P76RPT40.1P

!

!,,<

!

#+

%

##

&'

";;P

(

"

)

!

>

2

F&4C.10

3

-T

!

%̂&6-$

!

X%%ET9

!

.04&P76RPT40.1P

!

!,,<

!

#+

%

#

&'

#;P

(

;

)

!

K858K

!

_410C.&T

!

-/C5.86.1D

!

.04&P-%&86-040.[%58/2

!

!,,<

!

#@+

'

!";P

(

#,

)

!

-̂ N(O%5

W

*

f

84

%沈永嘉&

PDC.-

3

50C.2.24567

))

&8/408%52%BSC0C4&%/

3

4585.2

%酞菁的合成与应用&

P_.8

f

85

W

'

XC.A8/4&[56:201

3

S1.22

%北

京'化学工业出版社&!

!,,,P

(

##

)

!

a.b5%BBXX

!

a.R.17_SPSC0C4&%/

3

4585.2

'

S1%

)

.108.24567

))

&8/408%52P(.UO%1E

'

$X̂ S:V&82C.12

!

[5/P

!

#;";P

b

,

6"9*-V"+"6"0

#

S

7

9-"0

#

O(;/.;+*09(*02 O'.6.36*<"-"6

7

./X*0*2

7

-

O'6'*-.9

7

*0"0(3*02N*

,

'6'*-.9

7

*0"0(3

FN(\T84%

!
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